
포레스켐, 소재 국산화 앞당긴다!
세라믹콘덴서 관련 특허출원 … 비용절감·패턴 해상력 2㎛ 이하로

성균관대학교정보통신창업지원센터입주기업인 포레스켐(대표김태호)이 2003년 1월16일다층 세라믹 콘덴

서(Multilayer Ceramic Capacitor: MLCC) 전극형성에관한특허를출원했다.

세라믹콘덴서의전극형성을위한설계및재료에적용되는감광성포토레지스트(Photoresist)의조성및회

로패턴형성에관한이번발명은기질에도포된금속페이스트 PR 조성물층을주어진회로패턴을가진포토

마스크를 통해 자외선에 선택적으로 노출시키고 노출된 부분 또는 비노출 부분을 현상함으로써 회로 패턴을

형성하는것으로드라이필름포토레지스트 (Dry Film Photoresist: DFR)에적용된다.

포레스켐은 실크스크린을사용하지않아스크린이마모될염려가없고또한망목막힘에의한불량이생기

지않으며고가의감광성포토레지스트를사용하지않으므로제조코스트가저렴해지고네가티브포토네지스트

에의한패턴의해상력이 2㎛이하로작아지는세라믹콘덴서를제조할수있다고밝혔다.

(주)포레스켐 Profile

구 분 내 용

1991.3 성균관대학교감광성고분자연구실신설

1998.11
특허등록; 비스말레이미드, 그의 제조방법 및 이를 이용한 자외선 감광재
료(대한민국특허제180067호)

1999.10
특허등록; 감광성 시나모일폴리[N-히드록시페닐말레이미드] 그의 제조방
법및이를이용한자외선경화형감광재료 (대한미국특허제0239070호)

2001.1 (주)포레스켐법인설립(자본금 5000만원)
2001.3 성균관대학교창업보육센터입주
2001.4 중소기업진흥공단중소벤처창업자금지원

2001.5 반원공업단지입주(제1공장)
2001.8 Pilot Plant 설치완료(제1공장)
2001.11 벤처기업인증(제200162271-3727, 우수기술평가, 기술신용보증기금)
2001.12 우량기술기업선정(기술신용보증기금)
2002.2 2002년도중소기업기술혁신개발사업자선정(중소기업청)
주요 제품

Photo-Solder Resist, PR for PCB & LCD & HD-DVD, Heat Resistant LC
Alignment materials, Resist Ink, Paint, Plates, UV Curable Resins and Adhesives

포레스켐은 전자재료 및 정밀화학분야에서 필수적으로 사용되는 포토레지스트를 전문으로 생산하는 기업으

로국내전자재료산업에있어취약부분인부품·소재의국산화를목표로 2001년설립됐다. <전선미기자>
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